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【はじめに】光触媒として知られる酸化チタン(TiO2)は、2 次元ナノシートとすることでその機能

が向上する。ナノシート型酸化チタンの結晶構造は、バルク構造と異なるレピドクロサイト型構

造をである。しかしながら、単結晶として得られておらず、光触媒と関係する電子状態は未明で

ある。そこで本研究では、レピドクロサイト型酸化チタンと格子の整合性の高い Ag(110)上に酸化

チタン薄膜を合成し、X 線吸収端近傍微細構造(NEXAFS)によってその電子状態を観測した。 

【実験・結果・考察】実験は高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリーBL-13B にて行っ

た。5.0×10-6 Torr の酸素雰囲気下で Ag(110)清浄面に Ti 原子を電子ビーム蒸着(Omicron EMF3)し、

その後、基板を 500℃30 分加熱することで TiO2薄膜を合成した。Fig.1 はこの手法によって合成し

た膜厚 5.0Å の(1×1)TiO2/Ag(110)の LEED 像である。下地の(1×1)周期と一致した(1×1)TiO2 は膜厚

3.9～11Å において観測された。格子の整合性の観点から、下地と一致した(1×1)TiO2はレピドクロ

サイト型である可能性が高い。Fig.2 は O K-edge NEXAFS スペクトル図である。555eV ならびに

568eV近傍にピークを観測していることから、TiO2を形成していることが NEXAFS からも分かる。

この時、532eV ならびに 534eV にそれぞれ t2gおよび eg軌道への遷移を観測している。これらのピ

ークが分裂して観測されることから、加熱により TiO2薄膜は結晶性の高い構造を形成しているこ

とが分かる。この時、結晶構造を反映した 540～550eV の領域におけるピークはルチル型やアナタ

ーゼ型とも異なるピーク形状を形成していることを明らかにした。 
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Fig.1 (1×1)TiO2/Ag(110) LEED 像(膜厚 5.0Å) 
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Fig.2. O K-edge NEXAFS スペクトル 
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